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Introducao

Os metais valvula, como o o titanio, o nidbio e o zircénio,
tém por caracteristica a formagdo de uma camada de
6xido quando polarizados anodicamente’. A anodizagio de
metais valvula pode ser realizada de duas formas:
galvanostatica ou potenciostaticamente. No caso
galvanostatico, observa-se a presenga de um campo
elétrico de valor elevado durante a reacdo. Para tempos
maiores, o filme de 6xido passa a sofrer um processo de
ruptura dielétrica’ também chamada de ruptura eletrolitica.
Este fenbmeno é caracterizado pela alta dissipacéo de
energia e pela observagao de oscilagbes na diferenga de
potencial, quando em regime galvanostatico. Um exemplo
conhecido € a anodizagao do titanio, onde a diferenca de
potencial entre os eletrodos chega a um valor maximo
médio de 600 V com oscilagdes de até 100 V° na regido de
ruptura dielétrica. Uma vez que estas oscilagbes ocorrem
em intervalos de tempo pequenos o custo dos
equipamentos para estudar estas reagdes € relativamente
alto. Aliado ao seu alto custo, sabe-se que estes
equipamentos ndo foram desenvolvidos para medigdes de
altas voltagens, logo os sistemas disponiveis no mercado
sdo muitas vezes inadequados para a realizagdo de
medidas de ddp durante uma reacdo de oxidagao anddica.
Desta forma, aqui é apresentado um sistema capaz de
realizar aquisicao de dados continuamente com intervalo 5
us entre um ponto e outro por um longo periodo de tempo.
O sistema pode ser usado em qualquer tipo de
experimento onde seja preciso medir a ddp como fungéo
do tempo com alta frequéncia de aquisigcdo de dados.

Resultados e Discusséo

O sistema se resume a uma placa produzido pela National
Instruments™, um software® que gerencia esta placa, um
computador, um circuito divisor de tensdo 1000:1 V e um
resistor de 10 MQ de precisao (1%) e poténcia (1W). Com
o hardware e o software preparados, realizamos
experimentos testes com sinais conhecidos. Utilizamos um
gerador de sinais modelo 1260A® da Solartron™ para
criar um sinal senoidal com amplitude de 1,47 V pico a
pico e 1 kHz de frequéncia. Medimos este sinal com um
osciloscopio Agilent™ modelo 54624A® e comparamos o
resultado com o sistema construido neste trabalho. A
Figura 1 compara os resultados obtidos com os dois
sistemas de medidas. A Figura 2 mostra a forma funcional,
obtida gragas a alta resolugdo temporal do sistema
proposto neste trabalho, de uma cronopotenciometria da
anodizagédo do titdnio em regime galvanostatico.

2 T
* NImyDAQ

——Agilent 54624A

15 -

i g i ! ] ] 4] 4} 3] 4 15

05 H b ¢ £ % ¢ 2N § s g 2 %

ok

Amplitude (V)

-05

| | | | | | | | |
0001 0002 0003 0004 _ 0005 0006 0007 0008  0.009 001
Tempo (s)

Figura 1. Cronopotenciometrias de um sinal conhecido
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Flgura 2.Intervalos de 5s (a), 0.5s (b), 0.05s (c) e 0.005s (d)

Conclusoées

O arranjo experimental aqui desenvolvido estd sendo
utilizado para estudar o crescimento de filmes de 6xidos
anodicos de metais valvula em vista da alta resolugéo
temporal e capacidade de aquisi¢do continua de dados,
necessarias para este tipo de experimento. E importante
frisar que o sistema pode ser usado para qualquer tipo de
aquisicdo de dados de voltagem. O sistema construido
custou no total cerca de US$ 370,00 sem contar o prego
do computador, um custo muito inferior em relacdo a
outros sistemas comerciais existentes no mercado.
Finalmente, utilizando o instrumento virtual desenvolvido
neste trabalho, o equipamento sugerido e as observacdes
técnicas apontadas, foi proposto um sistema para
aquisicdo de dados de diferenga de potencial de alta
frequéncia (maximo 200 KHz) com interface amigavel e de
baixo custo.
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